Solution for researching

6-Zoll-Ptfe-Wafer-Reinigungsrahmen Fur Nassatzen, Saure-

Und Alkalibestandig, Fluoropolymer-Wafer-Trager
ArtikelInummer: PL-CP421
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Einfuhrung

Hochreine 6-Zoll-PTFE-Wafer-
Reinigungsrahmen, entwickelt flr aggressive
Nassatzprozesse. Diese saurebestandigen
Fluoropolymer-Trager bieten aullergewohnliche
chemische Stabilitat und ultra niedrige
Kontamination flr die Halbleiterfertigung sowie
anspruchsvolle Anwendungen in der
Spurenanalyse und chemischen Verarbeitung.

Mehr erfahren

Halbleiter-Nassatzen

Solarzellenfertigung

Spurenanalyse von Metallen

MEMS-Fertigung

Chemische
Gasphasenabscheidung

Pharmazeutische Reinigung

Galvanische Prozesse

Spezifikationskategorie

Modellnummer

Basismaterial

Primarer Waferdurchmesser

Wafer-Kapazitat

Schlitzbreite/-teilung
Griffdesign

T

Fertigungsmethode
Oberflachenbeschaffenheit

Chemische Vertraglichkeit

Verarbeitung von Siliziumwafern in HF-, BOE- oder heiBen Verhindert metallische Kontamination und Ubersteht aggressive
Phosphorsaurebadern. Chemikalien.

Reinigung und Texturierung von Siliziumsubstraten fur die Hochvolumen-Haltbarkeit und Widerstandsfahigkeit gegen
Photovoltaikzellenproduktion. atzende Texturierungslésungen.

Ultra niedrige Hintergrundwerte und kein lonenauswaschen fur

Reinigung von Laborgerat und Substraten vor der ICP-MS-Analyse. .
prazise Daten.

Handhabung von mikro-elektromechanischen Systemen wahrend der Empfindliche Handhabung mit hoher Dimensionsprazision fur
tiefen reaktiven lonenatzung oder des Nass-Release. fragile Strukturen.

Vorreinigung von Substraten, um hochwertiges Diinnschichtwachstum zu Gewahrleistet eine atomar saubere Oberflache durch

gewahrleisten. Widerstandsfahigkeit gegen Vorbehandlungssauren.
Sterilisation und Reinigung von hochreinen Komponenten in der FDA-konformes Material mit ausgezeichneter Bestandigkeit
pharmazeutischen F&E. gegen Sterilisationsmittel.

Halten von Substraten wahrend der prazisen Metallabscheidung in Saure- Elektrische Isolation und vollstandige Bestandigkeit gegen
oder Alkalibadern. Galvanik-Elektrolyte.

Details fur PL-CP421

PL-CP421
Hochreines Virgin-PTFE (PFA/TFM auf Anfrage verfugbar)
6-Zoll (150 mm) Standard

Vollstandig anpassbar (z. B. 25-Slot, 50-Slot oder benutzerdefinierte
Anzahlen)

Anpassbar an Substratdicke und Abstands Anforderungen
Fest, abnehmbar oder erweitert (Angepasst an Baddicke)
-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
5-Achsen-Prazisions-CNC-Frasen

Ra < 0,8 um (typisch) oder angepasstes Polieren

Universell (AuBer fir geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)
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Spez nskategor Details fur PL-CP421

Konformitat Halbleiter-Qualitat / Spurenanalyse-Qualitat
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